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 اعضای کمیته داوری:

 نتر کیم داسبیرگ، دکتر استین پدرس: دکتید مشاوراسا    زادهفتح الله کریم دکتر، کیوان رئیسی دکتر: اساتید راهنما
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 چکیده
ای از پتانسیل هگسترد آریلی، پایداری بالا در محدوده، پیوند قوی کوالانسی بین سطح و گروه یعسهولت در فراوری، احیای سرهای دیازونیوم به علت نمک

لت این مواد به ع اند.قرار گرفتهمحققان سازهای سطحی مورد توجه اصلاح به عنوان نسل جدیدی ازهای اخیر در سالهای شیمیایی و دوام کافی در محیط

های مقاوم به خوردگی، سنتز گریز، پوششای از کاربردها نظیر ایجاد سطوح فوق آبهای عاملی، در محدوده گستردهبرخورداری از محدوده وسیع گروه

-p)نیوموهش از نمک پارابنزن بیس دیازوبرای اتصال نانوذرات به یکدیگر و به سطح کاربرد دارند. در این پژ میانیمحدوده وسیعی از مواد آلی و ایجاد لایه 

PBDS) از این رو مس استفاده شد.گریزی بر سطح دوسیل بنزن به منظورایجاد خاصیت آب-0نمک دیازونیوم از و  به منظور اتصال اکسید گرافن به سطح ،

دهی الکتروفورتیک به منظور پوششو حمام بافر فسفاتی  افراز دو حمام بدون ب (،میانی)بدون لایه  گریزفن آببا هدف ایجاد یک پوشش اکسید گرا در ابتدا

ماس، طیف سنجی ویه تگیری زااز میکروسکوپ الکترونی روبشی، اندازه ها،پوشش یابی سطحبه منظور مشخصه. اکسید گرافن بر سطح مس استفاده شد

ازین علی رغم افزایش زاویه تماس پس از احیای پوشش اکسید گرافن با هیدر که سنجی فوتو الکترون پرتو ایکس استفاده شد. نتایج نشان دادرامان و طیف

گیرد. به علاوه، چسبندگی ضعیف گریزی قرار نمی، به علت وارد شدن نیتروژن در ساختار پوشش در طی احیا، زاویه تماس در محدوده آب58°تا حدود 

 p-PBDSنمک  ،ز این روا محرز شد. میانیلایه یک تفاده از لزوم اسس از احیا شد. بنابراین، یکپارچه پاکسید گرافن به سطح مس مانع از دستیابی به پوششی 

 ،به صورت کوالانسی p-PBDSزیرلایه مس با گرفت الکتروشیمیایی  ،بین زیرلایه مس و پوشش اکسید گرافن استفاده شد. بدین منظور میانیبه عنوان لایه 

های یابی سطح از آزمونبه منظور مشخصه .شداکسید گرافن بر سطح مس  منجر به چینش چندلایه p-PBDS میانیاصلاح شیمیایی شد. حضور لایه 

نتایج  تفاده شد.سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتاسیودینامیک اسطیفسنجی رامان، الیپسومتری، سنجی فوتو الکترون پرتو ایکس، طیفطیف

ین تواند مس را به طور موثری در برابر خوردگی محافظت کند. درصد تخلخل پاییی نشان داد که اتصال اکسید گرافن به مس میآزمون امپدانس الکتروشیمیا

به طور موثری  p-PBDSکه اتصال اکسیدگرافن چندلایه به مس با برابری دانسیته جریان خوردگی شد، بدین صورت  8منجر به کاهش  پوشش( در 330/3%)

بتدا اگریزی بالا استفاده شد. در این راستا برای ایجاد یک پوشش با آبدودسیل بنزن -0نمک  از از سوی دیگر کند.های مهاجم را طولانی میمسیر عبور یون

پس به منظور سنانو )سلسله مراتبی( بر سطح مس ایجاد شد. -های سطحی مطلوب با اندازه و مورفولوژی میکرودهی الکتریکی نیکل، زبریبا استفاده از رسوب

رلایه و سطح گیری زاویه تماس بر سطح صاف زیاندازه افزایش زاویه ترشوندگی ازگرفت الکتروشیمیایی نمک دیازونیوم دوسیل بنزن استفاده شد. نتایج

 بود. 103°و  113˚ترتیب تا زیرلایه با مورفولوژِی سلسله مراتبی پس از اصلاح شیمیایی سطح توسط نمک دودسیل بنزن حاکی از افزایش زاویه تماس به 

سنجی امپدانس الکتروشیمیایی و پلاریزاسیون پتاسیودینامیک حاکی از افزایش مقاومت به خوردگی پوشش نیکل های طیفبعلاوه، نتایج حاصل از آزمون

های ابلیتیرلایه به منظور ایجاد سطوح با قهای دیازونیوم جهت اصلاح سطح فلز زنتایج این پژوهش، قابلیت نمک پس از اصلاح با نمک دودسیل بنزن بود.

 مختلف را نشان داد.
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